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CONDUTIVIDADE ELETRICA DE FILMES FINOS DE CARBONO AMORFO DEPOSITADO
PELA TECNICA DE DECOMPOSIGAO DE ATMOSFERA DE PLASMA
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Neste projeto de iniciagao cientifica realizamos medidas de condutividade em filmes de carbono
amorfo hidrogenados (a-C:H) e de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H). A deposigao desses filmes
amorfos é feita através da decomposi¢cao de uma atmosfera gasosa, pela aplicagdo de uma tensao
de autopolarizagédo, conhecida como “rf—glow discharge”. O estudo da condutividade elétrica de
filmes finos de carbono e silicio amorfos enfoca a dependéncia da condutividade destes filmes em
fungéo da temperatura, utilizando para isso um criostato que permite medidas na faixa de 80 K a
450 K. Através da dependéncia da condutividade em funcdo da temperatura é possivel se
determinar os mecanismos de condugdo nestes filmes, e observar processos ativados de
condugdo que dao informagdes quanto a posicdo do nivel de Fermi. Além disso, também

determinamos as espessuras dos filmes.
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